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В рамках программы по изучению взаимодействия мощных релятивистских электронных пучков с плазмой исследовалась генерация пучка с высокой ( более  10 кА/см2 ) плотностью тока в плазмонаполненном высоковольтном диоде.

Импульс отрицательного напряжения подавался на катод от водяной формирующей линии ( 700 кВ,  2,4 Ом,  100 нс ). Предварительно диодный зазор заполнялся плазмой из разрядной камеры через трубчатый анод. Генерируемый в диоде электронный пучок инжектировался по анодной трубке в разрядную камеру и регистрировался на ее противоположном конце коллектором за титановой фольгой толщиной 50 мкм. Как диод, так и разрядная камера находились в продольном аксиально-симметричном магнитном поле пробочной конфигурации. Величина поля в области зазора диода составляла 4 Тл.

Временное поведение и пространственное распределение плотности предварительной плазмы в диоде изучались с помощью лазерного интерферометра (  = 10,6 мкм) [1]. Этой же методикой исследовалась (с разрешением по времени  ~ 10 нс) и динамика плазмы в зазоре диода непосредственно во время генерации электронного пучка.

Сопоставление измеренных параметров диодной плазмы и соответствующих режимов генерируемого пучка позволило определить оптимальные условия для получения электронного пучка с большой плотностью тока.

Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ, проекты 01-02-17492-а 
и  03-02-16352-а.
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